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単純カスプ磁場中で閉じた共鳴面を用いて

ECRプラズマを生成すると，共鳴面内で電子の

磁気ミラー閉じ込めが改善し，比較的高い電子

温度・密度，電離度を有するプラズマを生成で

きる[1]．我々は，これまで先行研究で開発され

た約52 cm四方の装置[1]を用いてプラズマ性能

評価を行ってきた．実験には，コイル電流1 kA

（450 A以上で閉じた共鳴面が形成）の磁場中に

2.45 GHz，830 Wのマイクロ波を入射して生成

したヘリウムプラズマを使用した．可視付近の

複数の原子輝線強度を空間分解計測し，衝突輻

射モデル計算と比較することで，電子温度・密

度および基底原子密度の空間分布を求めた．ガ

ス圧力67 mPaの条件で得られた温度は共鳴面

付近で約40 eVの最大値を取り，密度は共鳴面内

で1×1017 m-3以上となった．また，電子・原子密

度から近似評価した電離度は，共鳴面内で最大

20-30%であった[2]． 

一方，このように閉じたECR面を形成するに

は，同様の原理を用いたマルチカスプ型ECR放

電[3]と比較してコイルに比較的大きな電流を

流す必要があり，装置コスト・消費電力が課題

である．そこで本研究では，約26 cm四方の低コ

スト・電力な小型装置を製作し，生成したプラ

ズマの性能評価を行うことを目的としている． 

 小型装置の真空容器および磁場コイルは，先

行研究の装置寸法を約1/2に縮小して設計した

（図）．コイルは大きさが真空容器と釣り合う

ように96ターン（z方向12，r方向8ターン）とし，

約280 A以上の電流で閉じた共鳴面が形成され

る．マイクロ波源は，定常放電に加えパルス放

電を可能とするために，応答時間が短い半導体

発振器（2.45 GHz，150 W，応答時間 < 1 s）を

採用し，同軸ケーブルと導波管変換器を介して

真空容器内に入射する方式とした．講演では，

装置仕様と製作状況について報告する． 
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図. 小型装置：(a)真空容器，(b)組立図，(c)コイル

電流280, 500 Aの場合の共鳴面，(d)コイル電

流500 Aの場合の等磁場面． 
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